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Introducéo

Materiais com estruturas mesoporosas —auto-
organizadas tém se destacado para aplicagdo em
varios campos tecnolodgicos. Apresentando diversas
morfologias como esferas, fibras, cilindros e filmes, e
interessantes propriedades, as silicas mesoporosas
ordenadas foram inicialmente desenvolvidas pela
Mobil Oil Corporation[1]. Melhorias nas sinteses
realizadas por Stucky e colaboradores levaram a um
importante avango com o uso de copolimeros
triblocos, dando origem a silicas com poros de
didametro entre 5 e 30 nm [2]. Por serem
biodegradaveis, de baixo custo e reciclaveis, os
copolimeros sdo empregados com éxito em processo
sol-gel de sintese no qual a evaporacdo do sohente
induz a formagéo da mesofase no molde, sendo este
excluido por calcinacdo ou extraido em refluxo com
etanol. O foco atual é a obtencdo de filmes de silica
mesoporosa ordenada cujo emprego tem sido
descrito  principalmente em  membranas e
sensores[3,4]. Neste trabalho a preparacdo por sol-
gel e dip-coating e caracterizagdo de filmes finos
mesoporosos de silica SBA-15 sdo descritas.

Resultados e Discussao

Utilizando o Pluronic P123 como agente modulador
e o tetraetilortosilicato (TEOS) como fonte de silica
em solugdo acida, os filmes foram depositados por
dip-coating a 6 cm/min apds 3h de reacéo e mantidos
a 40° C por 24 h. Como substrato utilizamos laminas
de vidro e Kapton. O template foi extraido por
calcinac&o a 400° C.

A sintese empregada resultou em filmes
transparentes, com boa aderéncia e espessura de
200-600 nm (Alpha-Step 500 Surface Profiler).
Imagens obtidas por microscopia eletronica de
transmissdo de amostras destacadas (pop-off) ou
raspadas dos filmes revelam a presenca de cilindros
em arranjo hexagonal distribuidos predominantemente
na direcdo paralela ao substrato. Refletometria de
raios X de filmes sobre vidro (Figura 1) indicam
parametro de rede a @ 11 nm (SBA-15 como
sintetizado). Na difracdo de raios X a baixos angulos
(SAXRD) de filmes sobre kapton, um parémetro de
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rede maior a @ 16 nm foi observado. Todo os dados
foram coletados com a radiacdo CuKa (1 =1.5418 A).
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Figura 1. XRD de filmes de SBA-15 em vidro: como
sintetizado: - -; calcinado: %; vidro sem filme: -o-.

Conclusdes

A sintese por sol-gel e deposicao por dip-coating de
filmes de SBA-15 é viavel. As micrografias revelam
filmes bem ordenados, evidencia estrutura de poros
em forma cilindrica e apresenta, na sua maioria,
poros paralelos ao substrato. Picos de reflexao
confrmam a presenca da estrutura hexagonal
(p6mm). Distintos parametros de rede para os filmes
depositados sobre vidro e sobre kapton evidenciam a
influéncia do substrato no ordenamento dos filmes.
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